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Abstract (en)
[origin: WO2021175868A1] The invention relates to a method for producing an oxide layer having non-metallic nanoparticles integrated into the
oxide layer on a metal substrate by means of plasma-electrolytic oxidation, comprising the steps: providing a metal substrate and non-metallic
nanoparticles in an electrolyte and applying a pulsed voltage to the metal substrate, wherein the nanoparticles provided in the electrolyte have a
negative zeta potential in relation to the electrolyte, and wherein the pulsed voltage comprises sequences of plateaus having substantially constant
voltage or constant current density, wherein, in step A, a first plateau having substantially constant positive voltage or constant positive current
density is applied, the nanoparticles being attracted to the metal substrate, wherein, in step B, plasma-electrolytic oxidation of the metal substrate
occurs and a second plateau having substantially constant positive voltage or constant positive current density is applied, the constant positive
voltage or constant positive current density being more positive than that of the first plateau, repeating steps (A) and (B) as applicable, and wherein,
in a step C, a third plateau having substantially constant negative voltage or constant negative current density is applied and nanoparticles not
integrated into the oxide layer are repelled from the metal substrate.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung einer Oxidschicht mit in die Oxidschicht integrierten nichtmetallischen Nanopartikeln auf einem Metallsubstrat mittels
plasmaelektrolytischer Oxidation umfassend die Schritte: Bereitstellen eines Metallsubstrats und nichtmetallischer Nanopartikel in einem
Elektrolyten, und Anlegen einer gepulsten Spannung an das Metallsubstrat, wobei die im Elektrolyten bereitgestellten Nanopartikel ein negatives
Zetapotential in Bezug auf den Elektrolyten aufweisen, und wobei die gepulste Spannung Sequenzen von Plateaus mit im Wesentlichen konstanter
Spannung oder konstanter Stromdichte aufweisen, wobei in Schritt A ein erstes Plateau mit im Wesentlichen konstanter positiver Spannung
oder konstanter positiver Stromdichte angelegt wird, wobei die Nanopartikel an das Metallsubstrat angezogen werden, wobei in Schritt B die
plasmaelektrolytische Oxidation des Metallsubstrats erfolgt und ein zweites Plateau mit im Wesentlichen konstanter positiver Spannung oder
konstanter positiver Stromdichte angelegt wird, wobei die konstante positive Spannung oder konstante positive Stromdichte des zweiten Plateaus
positiver ist, als jenes des ersten Plateaus, gegebenenfalls wiederholen der Schritte (A) und (B) und wobei in einem Schritt C ein drittes Plateau
mit im Wesentlichen konstanter negativer Spannung oder konstanter negativer Stromdichte angelegt wird und nicht in die Oxidschicht integrierte
Nanopartikel vom Metallsubstrat abgestoßen werden.
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